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@ Verfahren und Vorrichtung zur Warmebehandlung einer lichtempfindlichen lithographischen Druckplatte 

(§) Ein Temperatursignal, das von einem Sensor zum FeststeJ- 
len der Temperatur der lithographischen Druckplatte vor der 
Warmebehandlung oder der Temperatur der Atmosphare 
einer Stufe vor der Warmebehandlung der lithographischen 
Druckplatte zugefuhrt wird, oder die Dicke der lithographi- 
schen Druckplatte wird einer Steuerungseinheit zugefuhrt, 
in der eine Berechnung auf der Basis des Temperatursignals 
oder des Dickensignals durchgefuhrt wird, und Heizelemen- 
te werden durch ein Steuerungssignal so angetrieben, daS 
die von den Heizelementen abgestrahlte Warmemenge 
verringert wird, wenn die Temperatur der lithographischen 
Druckplatte vor der Warmebehandlung oder der Temperatur 
der Atmosphare einer Stufe vor der Warmebehandlung der 
lithographischen Druckplatte hoch ist oder die Dicke der 
lithographischen Druckplatte gering ist, und daS die von den 
■ Heizelementen abgestrahlte Warmemenge erhdht wird, 
wenn die Temperatur der lithographischen Druckplatte vor 
der Warmebehandlung oder der Temperatur der Atmospha- 
re einer Stufe vor der Warmebehandlung der lithographi- 
schen Druckplatte niedrig ist oder die Dicke der lithographi- 
schen Druckplatte gro£ ist, wodurch die Oberflachentempe- 
ratur der lithographischen Druckplatte unabhangig von der 
Temperatur der lithographischen Druckplatte vor der War- 
mebehandlung oder der Temperatur der Atmosphare einer 
Stufe vor der Warmebehandlung der lithographischen 
Druckplatte oder der Dicke der lithographischen Druckplatte 
gehalten wird. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Ver- 
fahren und eine Vorrichtung zur Warmebehandlung ei- 
ner lichtempfindlichen lithographischen Druckplatte 5 
mittels einer Heizvorrichtung nach der Belichtung. 

Als lichtempfindliche, lithographische Druckplatte ist 
eine Photopolymer- Druckplatte bekannt, die einen Tra- 
ger umfaBt, auf dem eine durch Licht polymerisierbare, 
lichtempfindliche Schicht durch Belichten der lichtemp- 10 
findlichen Schicht ein latentes Bild erzeugt 

Weiterhin ist als Vorrichtung zum Durchfuhren einer 
speziellen Entwicklung der lichtempfindlichen, lithogra- 
phischen Druckplatte zum Beispiel eine "Vorrichtung 
zur Nachbehandlung einer Druckplatte" in JP- 15 
A 4 230 760 offengelegt ("JP-A" bezeichnet eine unge- 
priifte, veroffentlichte, japanische Patentanmeldung). 

In groben Zugen umfaBt die "Vorrichtung zur Nach- 
behandlung einer Druckplatte", die in der oben erwahn- 
ten Patentanmeldung beschrieben ist, eine Belichtungs- 20 
einheit zur Nachbelichtungsbehandlung der Druckplat- 
te nach dem Erzeugen des Iatenten Bildes und eine 
Heizeinheit zur Warmebehandlung der Druckplatte 
nach der Nachbelichtungsbehandlung entlang einer 
Fordervorrichtung zum Befordern der Druckplatte. 25 

Die Heizeinheit umfaBt ein Gehause, das aus Wanden 
an drei Seiten und einer Offnung an einer Seite besteht, 
und einer darin angeordneten Infrarotstrahlungsquelle. 
Die Wande an den drei Seiten besitzen eine Warmeiso- 
lierung. Weiterhin ist ein Reflektor iiber der Infrarot- 30 
warmequelle installiert, und die Offnung ist mit einem 
reflektierenden Tisch versehen. Die Druckplatte wird 
mittels einer Fordervorrichtung unter ein Belichtungs- 
loch befordert, das in der Belichtungseinheit geformt ist, 
und dann auf den reflektierenden Tisch befordert, der 35 
gegenuber der in der Heizeinheit geformten Offnung 
liegt. 

Die oben erwahnte "Vorrichtung zur Nachbehand- 
lung einer Druckplatte" ist so aufgebaut, daB sie die 
gesamte Oberflache der Druckplatte gleichmaBig er- 40 
warmt. Jedoch wird, wenn man den Fordervorgang, also 
den Behandlungsvorgang der Druckplatte in Betracht 
zieht, die Druckplatte vor der Warmebehandlung durch 
die oben erwahnte Nachbehandlungs vorrichtung durch 
eine Kammer befordert, in der die Vorrichtung instal- 45 
liert ist. Die Druckplatte wird daher naturlich mit der 
Raumtemperatur in Verbindung gebracht, bevor die 
oben beschriebene Warmebehandlung stattfindet Je- 
doch beriicksichtigt die herkommliche Nachbehand- 
lungsvorrichtung den EinfluB der Raumtemperatur auf 50 
die Druckplatte uberhaupt nicht 

Weiterhin hat die Erwarmung der Druckplatte unter 
bestimmten Bedingungen gezeigt, daB Anderungen in 
der Raumtemperatur (der Temperatur der Druckplatte 
vor der Erwarmung) eine Anderung der Temperatur der 55 
Druckplatte bei der Warmebehandlung bewirkt. Eine 
niedrige Raumtemperatur (die Temperatur der Druck- 
platte vor der Erwarmung) fuhrt zu einer mangelhaften 
Warmebehandlung, und eine hohe Raumtemperatur 
fuhrt zu einer ubermaBigen Warmebehandlung. Die Er- 60 
warmung der Druckplatte unter definierten Bedingun- 
gen hat weiterhin gezeigt, daB die Warmebehandlung je 
nach der Dicke der Druckplatte unzureichend oder 
iibermaBig wird. 

Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfin- 65 
dung, ein Erwarmungsverfahren zur Verfugung zu stei- 
len, bei dem eine lithographische Druckplatte erwarmt 
werden kann, ohne von einer Atmosphare, zum Beispiel 
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durch Fluktuationen in der Raumtemperatur einer Be- 
handlungskammer, beeinfluBt zu werden, der die litho- 
graphische Druckplatte bei der Warmebehandlung aus- 
gesetzt wird, und ohne von Fluktuationen in der Dicke 
der lithographischen Druckplatte beeinfluBt zu werden. 

Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung, eine Vorrichtung zur Ausfiihrung des obigen Ver- 
f ahrens zur Verfugung zu stellen. 

Diese und weitere Aufgaben werden erfindungsge- 
maB durch das in den beigefugten Patentanspruchen 
definierte Erwarmungsverfahren und die Vorrichtung 
daf iir gelost. 

Insbesondere wird entsprechend der vorliegenden 
Erfindung zur Verfugung gestellt: 

(1) Eine Vorrichtung zur Warmebehandlung einer 
lichtempfindlichen, lithographischen Druckplatte 
mit einer durch Licht polymerisierbaren, lichtemp- 
findlichen Schicht mit einer Heizvorrichtung nach 
der Belichtung, welche eine Vorrichtung zum Er- 
zeugen von wenigstens zwei Arten von Erwar- 
mungsfahigkeiten und einen Auswahlmechanismus 
zum manuellen oder automatischen Umschalten 
der Erwarmungsfahigkeiten umfaBt. 

(2) Ein Verfahren zur Warmebehandlung einer 
lichtempfindlichen, lithographischen Druckplatte 
mit einer durch Licht polymerisierbaren, lichtemp- 
findlichen Schicht mit einer Heizvorrichtung nach 
der Belichtung, welches das Feststellen der Tempe- 
ratur der lithographischen Druckplatte vor der 
Warmebehandlung oder der Temperatur der At- 
mosphare der Station vor der Warmebehandlung 
der lithographischen Druckplatte und das Steuern 
der von der Heizvorrichtung auf die lithographi- 
sche Druckplatte ubertragenen Warmemenge um- 
faBt 

(3) Ein Verfahren zur Warmebehandlung einer 
lichtempfindlichen, lithographischen Druckplatte 
mit einer durch Licht polymerisierbaren, lichtemp- 
findlichen Schicht mit einer Heizvorrichtung nach 
der Belichtung, welches das Feststellen der Dicke 
der lithographischen Druckplatte und das Steuern 
der von der Heizvorrichtung auf die lithographi- 
sche Druckplatte ubertragenen Warmemenge um- 
faBt. 

(4) Eine Vorrichtung zur Warmebehandlung einer 
lichtempfindlichen, lithographischen Druckplatte 
mit einer durch Licht polymerisierbaren, lichtemp- 
findlichen Schicht mit einer Heizvorrichtung nach 
der Belichtung, welche einen Sensor zum Feststel- 
len der Temperatur der lithographischen Druck- 
platte vor der Warmebehandlung oder der Tempe- 
ratur der Atmosphare der Station vor der Warme- 
behandlung der lithographischen Druckplatte, eine 
Steuerungseinheit zum Durchfuhren einer vorge- 
gebenen Berechnung auf der Basis eines von dem 
Sensor angelegten Temperatursignals zum Erhalt 
eines Steuerungssignals zum Steuern der Warme- 
strahlung der Heizvorrichtung und eine Treiber- 
schaltkreis zum Steuern des Antriebs der Heizvor- 
richtung auf der Basis des von der Steuerungsein- 
heit zugefuhrten Steuerungssignals umfaBt. 

(5) Eine Vorrichtung zur Warmebehandlung einer 
lichtempfindlichen, lithographischen Druckplatte 
mit einer durch Licht polymerisierbaren, lichtemp- 
findlichen Schicht mit einer Heizvorrichtung nach 
der Belichtung, welche einen Sensor zum automati- 
schen Feststellen der Dicke der lithographischen 
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Druckplatte, eine Steuerungseinheit zum Durch- 
fuhren einer vorgegebenen Berechnung auf der Ba- 
sis eines von dem Sensor angeiegten Dickensignals 
zum Erhalt eines Steuerungssignals zum Steuern 
der Warmestrahlung der Heizvorrichtung und eine 
Treiberschaltkreis zum Steuern des Antriebs der 
Heizvorrichtung auf der Basis des von der Steue- 
rungseinheit zugefuhrten Steuerungssignals urn- 
faBt. 

Fig. 1 ist eine schematische Seitenansicht, die den Ge- 
samtaufbau einer Vorrichtung zur Warmebehandlung 
einer lithographischen Druckplatte nach der vorliegen- 
den Erfindung zeigt 

Fig. 2 ist ein schematisches Diagramm, das einen 
Hauptteil eines ersten Ausfuhrungsbeispiels der vorlie- 
genden Erfindung zeigt 

Fig. 3 ist ein Graph, der charakteristische Kurven der 
Oberflachentemperatur der lithographischen Druck- 
platte in dem ersten Ausfiihrungsbeispiei zeigt 

Fig. 4 ist ein Graph, der charakteristische Kurven 
zum Vergleich der Unterschiede in der Temperatur der 
lithographischen Druckplatte nach der voriiegenden Er- 
findung und dem Stand der Technik zeigt 
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Weiterhin werden bei dem oben erwahnten Bearbei- 
tungsverf ahren und der Vorrichtung dazu Daten, die der 
Dicke der lithographischen Druckplatte entsprechen, 
automatisch festgestellt und der Steuerungseinheit zu- 
gefiihrt, wodurch die Oberflachentemperatur der litho- 
graphischen Druckplatte unabhangig von ihrer Dicke 
gehalten wird. Wenn also die lithographische Druck- 
platte dick ist, wird die Warmemenge, die von der Heiz- 
vorrichtung zur lithographischen Druckplatte iibertra- 
gen wird, so gesteuert, daB sie erhoht wird, wohingegen, 
wenn die lithographische Druckplatte dunn ist, die War- 
memenge, die von der Heizvorrichtung zur lithographi- 
schen Druckplatte ubertragen wird, so gesteuert, daB sie 
erniedrigt wird. 

Die entsprechend der voriiegenden Erfindung auf ge- 
eignete Weise behandelte, lichtempfindliche, lithogra- 
phische Platte (PS-Platte) wird hiernach beschrieben. 

Trager 

Beispiele fur den fur die PS-Platte verwendeten Tra- 
ger umfassen flachige Materialien, die aus Aluminium 
oder Aluminiumiegierungen bestehen, und Papier oder 
Plastik, das mit den aus Aluminium oder Aluminiumle- 
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Hauptteil eines zweiten Ausfuhrungsbeispiels der vor- 
iiegenden Erfindung zeigt. 

Fig, 6 ist ein Graph, der charakteristische Kurven der 
Oberflachentemperatur der lithographischen Druck- 
platte in dem zweiten Ausfiihrungsbeispiei zeigt 

Fig. 7 ist ein Graph, der charakteristische Kurven 
zum Vergleich der Unterschiede in der Temperatur der 
lithographischen Druckplatte nach der voriiegenden Er- 
findung und dem Stand der Technik zeigt 

Fig, 8 ist ein schematisches Diagramm, das einen 
Hauptteil eines dritten Ausfuhrungsbeispiels der voriie- 
genden Erfindung zeigt 

Fig. 9 ist ein schematisches Diagramm, das einen 
Hauptteil eines vierten Ausfuhrungsbeispiels der voriie- 
genden Erfindung zeigt. 

In den Fig. 3, 4, 6 und 7 gibt der Zeitpunkt Null auf 
den Abszissen an, wann ein bestimmter Punkt (der von 
der Messung abhangt) der lithographischen Druckplat- 
te PS zwischen den oberen F6rderrollen gehalten wur- 
de. 

Bei dem oben erwahnten Bearbeitungsverfahren und 
der Vorrichtung dazu wird die von der Heizvorrichtung 
auf die lithographische Druckplatte iibertragene War- 
memenge entsprechend der Temperatur der lithogra- 
phischen Druckplatte vor der Warmebehandlung oder 
der Atmosphare der Stufe vor der Warmebehandlung 
der lithographischen Druckplatte gesteuert, wodurch 
die Oberflachentemperatur der lithographischen 
Druckplatte unabhangig von der Raumtemperatur ge- 
halten wird. Wenn also die Temperatur der lithographi- 
schen Druckplatte vor der Warmebehandlung oder die 
Temperatur der Atmosphare der Stufe vor der Warme- 
behandlung der lithographischen Druckplatte hoch ist, 
wird die Warmemenge, die von der Heizvorrichtung zur 
lithographischen Druckplatte ubertragen wird, so ge- 
steuert, daB sie reduziert wird, wohingegen, wenn die 
Temperatur der lithographischen Druckplatte vor der 
Warmebehandlung oder die Temperatur der Atmo- 
sphare der Stufe vor der Warmebehandlung der litho- 
graphischen Druckplatte niedrig ist, die Warmemenge, 
die von der Heizvorrichtung zur lithographischen 
Druckplatte ubertragen wird, so gesteuert, daB sie er- 
hoht wird. 
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den Seiten beschichtet ist Bevorzugte Beispiele von 
Aiuminiumplatten umfassen reine Aluininiumplatten 
oder Legierungsplatten, die hauptsachlich aus Alumini- 
um bestehen und geringe Mengen anderer Elemente 
enthalten, und ein Plastikfilm mit darauf abgeschiede- 
nem Aluminium kann ebenfalls verwendet werden. Die 
verschiedenen, in den Aluminiumiegierungen befindli- 
chen Elemente umfassen Silizium, Eisen, Magnesium, 
Kupfer, Mangan, Chrom, Zink, Wismut, Nickel und Ti- 
tan. Der Anteil der verschiedenen, in den Legierungen 
enthaltenen Elemente liegt bei 10 Gewichtsprozent 
oder weniger. Fur die oben erwahnten PS-Platten ge- 
eignetes Aluminium ist reines Aluminium. Jedoch ist es 
mittels eines Verfeinerungsverfahrens schwierig, reines 
Aluminium zu erzeugen, so daB Aluminium geringe 
Mengen anderer Elemente enthalten kann. Wie oben 
beschrieben, sind die fur die oben erwahnten PS-Platten 
verwendeten Aiuminiumplatten nicht in ihrer Zusam- 
mensetzung spezifiziert, und zuvor bekannte oder ver- 
45 wendete Materialien, wie etwa JIS A1050, JIS Al 100, JIS 
A3003, JIS A3103 und JIS A3005, konnen in geeigneter 
Weise verwendet werden. Die Dicke der in der oben 
erwahnten PS-Platte verwendeten Aluminiumplatte 
liegt zwischen etwa 0,1 mm bis etwa 0,6 mm. 

Vor einer Oberflachenaufrauhung der Aluminium- 
platte wird eine Entfettung zum Entfernen von 6l auf 
der Oberflache zum Beispiel mit einem oberflachenakti- 
ven Mittel, einem organischen Losungsmittel, einer al- 
kalisch-waBrigen Losung oder dergleichen, durchge- 
fiihrt, falls erwunscht. 

Dann wird zunachst die Oberflache der Aluminium- 
platte aufgerauht, und die Verfahren dafur umfassen 
Verfahren zum mechanischen Aufrauhen der Oberfla- 
che, Verfahren zum elektrochemischen Aufrauhen der 
Oberflache durch AuflQsen und Verfahren zum selekti- 
ven chemischen Auflosen der Oberflache. Fur die me- 
chanischen Verfahren konnen bekannte Verfahren, wie 
etwa Kugelpolieren, Biirsten, Sandstrahlen und 
Schwabbeln verwendet werden. Die elektrochemischen 
Aufrauhungsverfahren umfassen Verfahren zum Auf- 
rauhen von Oberflachen in elektrolytischen Losungen 
von Salzsaure oder Salpetersaure mit Wechselstrom 
oder Gleichstrom. Wie in JP-A 54 63 902 konnen auch 
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Verfahren verwendet werden, bei denen mechanische 
Aufrauhverfahren und elektrochemische Aufrauhver- 
fahren kombiniert sind. 

Die solcherart aufgerauhte Aluminiumplatte wird, 
falls notwendig, einer alkalischen Atzbehandlung und 
einer neutralisierenden Behandlung unterzogen, wor- 
auf, falls erwtinscht, eine Anodisierung zum Erhohen der 
Wasserhalteeigenschaft und der Abnutzungsfestigkeit 
der Oberflache folgt. Als Elektrolyt bei der Anodisie- 
rung von Aluminium kann jeder Elektrolyt verwendet 
werden, solange er porose Oxydfilme biidet. Im allge- 
meinen werden Schwefelsaure, Phosphorsaure, Oxal- 
saure, Chroms&ure und daraus gemischte Sauren ver- 
wendet. Die Konzentration des Elektrolyts kann in Ab- 
hangigkeit von der Sorte des Elektrolyts auf geeignete 
Weise bestimmt werden. 

Organische Unterschicht 

Die Aluminiumplatte kann, falls erwunscht, vor der 
Beschichtung mit der lichtempfindlichen Schicht mit ei- 
ner organischen Unterschicht versehen werden. Bei- 
spiele fur eine in der organischen Unterschicht verwen- 
dete Verbindung umfassen Karboxylmethylzellulose, 
Dextrin, Ouminiarabikum, organische Phosphonsauren, 
wie etwa Phosphonsauren, die Aminogruppen enthalten 
(z. B. 2-Aminoathylphosphonsaure), Phenylphosphon- 
saure, Naphthylphosphonsaure, Alkylphosphonsauren, 
Glyzerinphosphonsaure, Methylendiphosphonsaure 
und Athylendisphosphonsaure, wo von jede eine substi- 
tuierende Gruppe aufweisen kann, organische Phospha- 
te, wie etwa Phenylphosphorsaure, Naphthylphosphor- 
saure, Alkylphosphorsauren und Glyzerinphosphorsau- 
re, wovon jede eine substituierende Gruppe aufweisen 
kann, organische Phosphinsauren, wie etwa Phenyl- 
phosphinsaure, Naphthylphosphinsaure, Alkylphos- 
phinsauren und Glyzerinphosphinsaure, wovon jede ei- 
ne substituierende Gruppe aufweisen kann, Aminos&u- 
ren, wie etwa Glyzin und P-Alanin und Chlorwasserstof- 
fe von Aminen, die Hydroxylgruppen enthalten, wie et- 
wa Triathanolaminchlorwasserstoff. Diese konnen auch 
in Verbindung verwendet werden. 

Ruckwartige Schicht 

Eine Beschichtung (hiernach als ruckwartige Schicht 
bezeichnet), die ein Metalloxyd enthalt, das durch Hy- 
drolyse und Polykondensation einer organischen Me- 
tallverbindung oder einer anorganischen Metallverbin- 
dung, einer organischen Polymerverbindung und eines 
Weichmachers erhalten wird, wird auf der Riickseite des 
Tragers der oben beschriebenen PS-Platte geformt, um 
eine Elution der anodisierten Aluminiumfilme zu verhin- 
dern. Beispiele fur die in der riickwartigen Schicht ver- 
wendeten Metalloxyde umfassen Siliziumoxyd, Titan- 
oxyd, Boroxyd, Aluminiumoxyd, Zirkonoxyd und einen 
Komplex aus diesen. 

Das fur die ruckwartige Beschichtung niitzliche Me- 
talloxyd kann durch Verwendung einer sogenannten 
Sol-Gel- Reaktionslosung auf der riickwartige Oberfla- 
che des Tragers mit anschlieBender Trocknung erhalten 
werden, wobei die Sol-Gel-Reaktionsldsung durch hy- 
drolysierte und polykondensierte organische Metallver- 
bindungen oder anorganische Metallverbindungen in 
Wasser oder einem organischen Losungsmittel in der 
Gegenwart eines Katalysators, wie etwa einer Saure 
oder einer Base vorbereitet wird. 

Die organischen Metallverbindungen und die anorga- 



nischen Metallverbindungen, die hier verwendet wer- 
den, umfassen zum Beispiel Metallalkoxyde, Metallaze- 
tylazetonate, Metallazetate, Metailoxalate, Metallnitra- 
te, Metailsulfate, Metallkarbonate, Metalloxychloride, 
5 Metailchloride und kondensierte Produkte, die durch 
teilweise Hydrolyse derselben und durch Oligomerisie- 
rung der hydrolysierten Produkte erhalten werden. 
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Lichtempfindliche Schicht des 
Photopolymerisationstyps 



Nach dem Erzeugen der riickwartigen Schicht auf der 
riickwartigen Oberflache auf die oben beschriebene 
Weise wird eine bekannte, photopolymerisierbare Ver- 
15 bindung auf einer Aluminiumplatte mit einer hydrophi- 
len Oberflache abgeschieden, um eine lichtempfindliche 
Druckplatte des Photopolymerisierungstyps zu erhal- 
ten. 

Beispiele fur die Hauptbestandteile, die die photopo- 
20 lymerisierbare Verbindung bilden, umfassen Verbindun- 
gen mit einem Zusatz einer polymerisierbaren Athyl- 
doppelbindung, Photopolymerisationsinitiatoren, orga- 
nische Polymerbinder und thermische Polymerinhibato- 
ren, und verschiedene weitere Verbindungen. Wie etwa 
25 Farbstoffe und Weichmacher konnen, falls notig, zuge- 
fugt werden. 

Die Verbindung mit einem Zusatz einer polymerisier- 
baren Athyidoppeibindung kann beliebig aus Verbin- 
dungen mit wenigstens einer abschlieBenden, ungesat- 

30 tigten Athylenbindung, und vorzugsweise mit zwei oder 
mehr abschlieBenden, ungesattigten Athylenbindungen 
ausgewahlt werden. Diese sind zum Beispiel Verbindun- 
gen mit chemischen Formen wie etwa Monomere, Pra- 
polymere, insbesondere Dimere, Trimere und Oligome- 

35 re, und Mischungen davon. 

Beispiele der Monomere umfassen Ester ungesattig- 
ter Karboxylsauren (zum Beispiel Arylsaure, Methacryl- 
saure, Itacronsaure, Crotonsaure, Isocrotonsaure und 
Maleinsaure) und aliphatische Polyhydrit-Alkoholver- 

40 bindungen und Amide ungesattigter Karboxylsauren 
und aliphatischer Polyamine. 

Oberschicht 

45 Um eine Polymerisierungsverhinderung aufgrund 
von Sauerstoff in der Luft zu vermeiden, kann eine 
Schutzschicht aus einem Polymer mit exzellenten Sau- 
erstoffabschirmeigenschaften, wie Polyvinylalkohol, ins- 
besondere Polyvinylalkohol mit einem Verseifungsgrad 

so von 85% oder mehr, und sauerer Zellulose auf der licht- 
empfindlichen, durch Licht polymerisierbaren Schicht 
auf dem Trager geformt werden. Beschichtungsverfah- 
ren fur eine solche Schutzschicht sind zum Beispiel in 
US-A 3 458 31 1 und JP-A 55 49 729 beschrieben. 
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Mattschicht 



Um die zum Erzeugen des Vakuums bei der Kontakt- 
belichtung unter Verwendung eines Vakuumdruckrah- 

60 mens erforderliche Zeit zu verringern und Druckschlie- 
ren zu vermeiden, kann eine Mattschicht auf der Ober- 
flache der lichtempfindlichen Schicht oder der Ober- 
schicht geformt sein. Verfahren zum Formen einer 
Mattschicht sind in JP-A 50 125 805, JP-B 57 6 582 (der 

65 Ausdruck "JP-B" bedeutet geprufte, japanische Patent- 
anmeldung) und JP-B 61 28986 beschrieben. Verfahren 
zum Anbringen fester Pulver durch thermische Fusion 
sind in JP-B 62 62 337 beschrieben. 
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Entwickiungsvorgang 

Die so erhaltenen, durch Licht polymerisierbaren Ii- 
thographischen Druckplatten werden durch ein durch- 
sichtiges Originalbild durch aktive Lichtstrahlen von 
Lichtquelien, wie etwa Kohlens toff- Licht bogenlampen, 
Quecksiiberdampflampen, Metallhalogenidiampen, Xe- 
nonlampen und Wolframlampen belichtet oder direkt 
durch Argonlaser oder YAG-SHG-Laser belichtet, wo- 
nach der Entwickiungsvorgang folgt 

Als Entwicklerlosung fur den Entwickiungsvorgang 
der belichteten Platte kann jede waBrige Losung mit 
einem alkalischen Agens verwendet werden. Beispiele 
alkalischer Agens umfassen anorganische, alkaiische 
Agens, wie etwa Natriumsilikat, Kaliumsilikat, tertiares 
Natriumphosphat, tertiares Kaliumphosphat, tertiares 
Ammoniumphosphat, sekundares Natriumphosphat, se- 
kundares Kaliumphosphat, sekundares Ammonium- 
phosphat, Natriumkarbonat, Kaliumkarbonat, Ammoni- 
umkarbonat, Natriumhydrogenkarbonat, Kaliumhydro- 
genkarbonat, Ammoniumhydrogenkarbonat, Natrium - 
borat, Kaliumborat, Ammoniumborat, Natriumhydrox- 
yd, Kaliumhydroxyd, Ammoniumhydroxyd und Lithi- 
umhydroxyd, und organische, alkaiische Agens, wie et- 
wa Monomethylamin, Dimethylamin, Trimethylamin, 
Mono&thylamin, Diathylan, Trimathylamin, Monoiso- 
propylamin, Diisopropylamin, Triisopropylamin, n-Bu- 
tylamin, Monoathanolamin, Diathanolamin, Triathano- 
lamin, Monoiso-Propanolamin, Diisopropanolamin, 
Athylenimin, Athylendiamin und Pyridin. Diese alkali- 
schen Agens konnen alleine oder in Verbindung ver- 
wendet werden. 

Ausfiihungsbeispiele der Verfahren und Vorrichtun- 
gen der vorliegenden Erfindung sind hiernach unter Be- 
zugnahme auf die Fig. 1 —9 gezeigt. Fig. 1 ist eine sche- 
matische Seitenansicht, die den Gesamtaufbau einer 
Vorrichtung zum Behandeln einer lithographischen 
Druckplatte (hiernach einfach als Bearbeitungsvorrich- 
tung bezeichnet) zeigt, auf die in den jeweiligen Ausfiih- 
rungsbeispielen Bezug genommen wird. In den Be- 
schreibungen der Ausfiihrungsbeispiele wird das erste 
Ausfuhrungsbeispiel unter Bezugnahme auf die Fig* 1 
bis 4, das zweite Ausfuhrungsbeispiel unter Bezugnah- 
me auf die Fig. 5 bis 7, das dritte Ausfuhrungsbeispiel 
unter Bezugnahme auf Fig. 8 und das vierte Ausfuh- 
rungsbeispiel unter Bezugnahme auf Fig. 9 gezeigt 

Eine lithographische Platte PS wird mittels einer 
Heizvorrichtung 1 warmebehandelt, und eine Belich- 
tungseinheit 2 zum Belichten der lithographischen Plat- 
te PS ist vor der Heizvorrichtung 1 angeordnet Die 
Belichtungseinheit 2 kann getrennt vorgesehen sein. 
Weiterhin ist eine Entwicklungsvorrichtung 3 zum 
Durchfiihren von Behandlungen wie dem Entwickein 
und dem Waschen der w&rmebehandelten lithographi- 
schen Druckplatte PS nach der Heizvorrichtung 1 ange- 
ordnet. Die Heizvorrichtung 1 und die Entwicklungs- 
vorrichtung 3 sind entlang einer Beforderungsrichtung 
A der lithographischen Druckplatte PS in einer Bearbei- 
tungskammer 4 angeordnet, wie in Fig. 1 schematisch 
gezeigt 

Die Heizvorrichtung 1 umfaBt eine Mehrzahl von 
Heizelementen 1 1 zum Erwarmen der lithographischen 
Druckplatte, hutformige Reflektoren 12, die jeweils die 
Heizelemente 11 bedecken, vordere Fdrderrollen 13 
und hintere Fdrderrollen 14 zum Halten der lithographi- 
schen Druckplatte PS zwischen oberen und unteren 
Rolien, um sie zu befordern, und einen Trager 15, zum 
Halten der lithographischen Druckplatte PS bei der Be- 



forderung von unten, welche alle in einem kastenformi- 
gen Gehause 16 angeordnet sind. Hinsichtiich der Gro- 
Be der Heizvorrichtung 1 und des Abstandes zwischen 
den jeweiligen Elementen, betr&gt der Abstand LI zwi- 
5 schen den Fdrderrollen 13 und 14 etwa 364 mm, der 
Abstand L2 zwischen einem Kantenbereich des hinte- 
ren Reflektors 12 und der Mitte der hinteren Forderrol- 
le 14 ungefahr 159,5 mm, die Offnungsbreite in der Be- 
f6rderungsrichtung der jeweiligen Reflektoren 12, L3 

10 und L5 etwa 45 mm, der Abstand L4 zwischen den je- 
weiligen Reflektoren 12 etwa 35 mm und der Abstand 
L6 zwischen einem Kantenbereich des vorderen Reflek- 
tors 12 und der Mitte der vorderen Forderroilen 13 etwa 
79,5 mm. In diesem Ausfuhrungsbeispiel sind die in der 

15 Zeichnung als Durchmesser L3 und L5 bezeichneten 
Bereiche Heizflachen, in denen die beforderte lithogra- 
phische Druckplatte PS erwarmt wird. 

Die Heizelemente 11 emittieren eine tiefe Infrarot- 
strahlung, und in diesem Ausfuhrungsbeispiel werden 

20 Halogenlampenoberflachen, die mit Keramik schwarz 
beschichtet sind, verwendet Die Fordergeschwindigkeit 
der lithographischen Druckplatte PS besitzt einen kon- 
stanten Wert von zum Beispiel 1140 mm/Minute, die 
Heizsausgangsleistung betr&gt maximal 600 W und die 

25 Standardspannung ist 200 V. Wie in den spateren Aus- 
fuhrungsbeispielen beschrieben wird, wird die Span- 
nung zum Betreiben der Heizvorrichtung 11 entspre- 
chend der Temperatur der oben beschriebenen litho- 
graphischen Platte PS vor der Warmebehandlung, der 

30 Temperatur der Belichtungseinheit 2, der Raumtempe- 
ratur oder der Dicke der lithographischen Druckplatte 
PS gesteuert 

Das erste Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Er- 
findung bezieht sich auf ein Verfahren zum Behandeln 

35 der lithographischen Druckplatte und auf die Heizvor- 
richtung, bei denen die Erwarmung entsprechend der 
Temperatur der oben beschriebenen lithographischen 
Platte PS vor der Warmebehandlung, der Temperatur 
der Belichtungseinheit 2 oder der Raumtemperatur ge- 

40 steuert wird. In Fig. 2 sind ein Heizelement 11 und ein 
Reflektor 12 gezeigt, und das Heizelement 11 wird 
durch eine Steuerungseinheit 21 gesteuert Jedoch kann 
in der Praxis die Mehrzahl von Heizelementen 11 
gleichzeitig gesteuert werden, oder wenigstens eines 

45 der Heizelemente 11 kann gesteuert werden. Die Steue- 
rungseinheit 21 fiihrt kollektiv verschiedene Steue- 
rungsfunktionen durch, wie etwa die Steuerung der For- 
dergeschwindigkeit der lithographischen Druckplatte 
PS, die Steuerung der Heizelemente 11 entsprechend 

50 der Temperatur der oben beschriebenen lithographi- 
schen Platte PS vor der Warmebehandlung, der Tempe- 
ratur der Belichtungseinheit 2 oder Raumtemperatur, 
und auBerdem die Steuerung der Heizelemente 11 ent- 
sprechend der Dicke der lithographischen Druckplatte 

55 PS. 

Ein Sensor 22 steilt die Temperatur der oben be- 
schriebenen lithographischen Druckplatte PS vor der 
Warmebehandlung, die Temperatur in der Belichtungs- 
einheit 2 oder die Raumtemperatur fest, und ein Tempe- 

eo ratursensorelement zum Umwandeln von Anderungen 
in der Temperatur in Anderungen in einem elektrischen 
Wert ist daran angelegt Die Steuerungseinheit 21 fiihrt 
eine Steuerung basierend auf einem Temperatursignal 
Vt durch, das von dem Sensor 22 angelegt wird, und legt 

65 ein Steuerungssignal Vc zum Steuern der Heizaus- 
gangsleistung der Heizelemente 11 an einen Treiber- 
schaltkreis 23 an. Der Treiberschaltkreis 23 steuert den 
Spannungspegel zum Treiben der Heizelemente 11 ent- 
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sprechend dem Steuerungssignal Vc. 

Die Verfahren zum Erwarmen der lithographischen 
Druckplatte PS durch die Heizvorrichtung 1 sind hier- 
nach gezeigt. 

Nach dem Belichten in der Belichtungseinheit 2 wird 5 
die lithographische Platte PS, wie durch den Pfeil A 
gezeigt, befordert und zwischen oberen und unteren 
Rollen der vorderen Rollen 13 in der Heizvorrichtung 
gehalten, um in die Heizvorrichtung befordert zu wer- 
den. Der Trager 15 umfaBt Drahte mit einem Durch- 10 
messer von ungefahr 3 mm, die entlang der durch den 
Pfeil A angezeigten Richtung in bestimmten Abstanden 
gespannt sind und die lithographische Druckplatte PS in 
die durch den Pfeil A angezeigte Richtung mit einer 
verringerten Reibung fuhren. 15 

Mit Beginn der Bearbeitung der lithographischen 
Druckplatte PS stellt der Sensor 22 die Temperatur der 
oben beschriebenen lithographischen Platte PS vor der 
Warmebehandlung, die Temperatur der Belichtungsein- 
heit 2 oder die Raumtemperatur fest und legt das Tem- 20 
peratursignal Vt an die Steuerungseinheit 21 an. Die 
Steuerungseinheit 21 fuhrt eine bestimmte Berechnung 
entsprechend dem Spannungswert des Temperatursi- 
gnals Vt durch und legt das Steuerungssignal Vc an den 
Treiberschaltkreis 23 an. Der Treiberschaltkreis 23 25 
dient zur Steuerung einer Treiberspannung Vd, die ent- 
sprechend dem Steuerungssignal Vc an die Heizelemen- 
te 11 angelegt wird. Wenn die Temperatur der oben 
beschriebenen lithographischen Platte PS vor der War- 
mebehandlung, die Temperatur der Belichtungseinheit 2 30 
oder die Raumtemperatur hoch ist, wird die Treiber- 
spannung Vd auf einen niedrigen Wert gesteuert, und 
wenn die Temperatur der oben beschriebenen lithogra- 
phischen Platte PS vor der Warmebehandlung, die Tem- 
peratur der Belichtungseinheit 2 oder die Raumtempe- 35 
ratur niedrig ist, wird die Treiberspannung Vd auf einen 
hohen Wert gesteuert Eine solche Steuerung der Trei- 
berspannung Vd, die an den Heizelementen 11 anliegt, 
regelt die von den Heizelementen 11 emittierte, tiefe 
Infrarotstrahlung entsprechend der Temperatur der 40 
oben beschriebenen lithographischen Platte PS vor der 
Warmebehandlung, der Temperatur der Belichtungs- 
einheit 2 oder der Raumtemperatur. Als Ergebnis wird 
die Oberflachentemperatur der lithographischen 
Druckplatte PS unabhangig von der Temperatur der 45 
oben beschriebenen lithographischen Platte PS vor der 
Warmebehandlung, der Temperatur der Belichtungs- 
einheit 2 oder der Raumtemperatur gehalten, wie in 
Fig. 3 gezeigt. 

Eine in Fig. 3 gezeigte Temperaturcharakteristikkur- 50 
ve CI zeigt die Oberflachentemperatur der lithographi- 
schen Druckplatte, wenn die Temperatur der oben be- 
schriebenen lithographischen Platte PS vor der Warme- 
behandlung, die Temperatur der Belichtungseinheit 2 
oder die Raumtemperatur 10° C betrug und die Aus- 55 
gangsleistung der Heizelemente 1 1 auf 560 W gesteuert 
wurde. Ahnlich zeigt die Temperaturcharakteristikkur- 
ve C2 die Oberflachentemperatur der lithographischen 
Druckplatte PS, wenn die Ausgangsleistung der Heiz- 
elemente 11 entsprechend einer Temperatur der oben 60 
beschriebenen lithographischen Platte PS vor der War- 
mebehandlung, einer Temperatur der Belichtungsein- 
heit 2 oder einer Raumtemperatur von 20° C auf 500 W 
gesteuert wurde, und die Temperaturcharakteristikkur- 
ve C3 zeigt die Oberflachentemperatur der lithographi- 65 
schen Druckplatte PS, wenn die Ausgangsleistung der 
Heizelemente 11 entsprechend einer Temperatur der 
oben beschriebenen lithographischen Platte PS vor der 



Warmebehandlung, einer Temperatur der Belichtungs- 
einheit 2 oder einer Raumtemperatur von 30° C auf 400 
W gesteuert wurde. 

Wie in den oben beschriebenen Temperaturcharakte- 
ristikkurven CI bis C3 gezeigt, wurde die Oberflachen- 
temperatur der lithographischen Druckplatte PS unab- 
hangig von der Temperatur der oben beschriebenen 
lithographischen Platte PS vor der Warmebehandlung, 
der Temperatur der Belichtungseinheit 2 oder der 
Raumtemperatur gehalten. Folglich konnten die Nach- 
teile,,wie eine unzureichende Warmebehandlung oder 
eine ubermaBige Warmebehandlung beseitigt werden. 

Wenn die oben beschriebene Temperatursteuerung 
nicht durchgefiihrt wurde, also bei einer herkommlichen 
Warmebehandlung, konnte die Oberflachentemperatur 
der lithographischen Druckplatte PS nicht gehalten 
werden, wie in Fig. 4 gezeigt Die Temperaturcharakte- 
ristikkurve CI 1 in Fig. 4 zeigt die Oberflachentempera- 
tur der lithographischen Druckplatte PS in einem Fail, in 
dem die Temperatur der oben beschriebenen lithogra- 
phischen Platte PS vor der Warmebehandlung, die Tem- 
peratur der Belichtungseinheit 2 oder die Raumtempe- 
ratur 10° C betrug. Ahnlich zeigt die Temperaturcharak- 
teristikkurve CI 2 die Oberflachentemperatur der litho- 
graphischen Druckplatte PS, wenn die Temperatur der 
oben beschriebenen lithographischen Platte PS vor der 
Warmebehandlung, die Temperatur der Belichtungsein- 
heit 2 oder die Raumtemperatur von 20° C betrug, und 
die Temperaturcharakteristikkurve CI 3 zeigt die Ober- 
flachentemperatur der lithographischen Druckplatte 
PS, wenn die Temperatur der oben beschriebenen litho- 
graphischen Platte PS vor der Warmebehandlung, die 
Temperatur der Belichtungseinheit 2 oder die Raum- 
temperatur von 30° C betrug. 

Wenn die Temperaturcharakteristikkurven CI bis C3 
mit den Temperaturcharakteristiken CI 1 bis C13 vergli- 
chen werden, wird deutlich, daB die Oberflachentempe- 
ratur der lithographischen Druckplatte PS durch die 
Warmesteuerung entsprechend der Temperatur der 
oben beschriebenen lithographischen Platte PS vor der 
Warmebehandlung, der Temperatur der Belichtungs- 
einheit 2 oder der Raumtemperatur gehalten wurde. 
Zum Erzeugen der Temperaturcharakteristikkurven CI 
bis C3 und der Temperaturcharakteristikkurven CI 1 bis 
CI 3 wurden zwei schwarz beschichtete, 500 W-Halo- 
genlampen, die in einem Abstand von 50 mm von der 
lithographischen Druckplatte PS montiert waren, als 
Heizelemente verwendet, und die lithographische 
Druckplatte PS mit einer Aluminiumsubstratdicke von 
0,3 mm wurde mit einer Fordergeschwindigkeit von 
19mm/s befordert Die Temperaturcharakteristikkur- 
ven Cll bis CI 3 wurden erhalten durch Betreiben der 
oben beschriebenen Halogenlampenheizungen mit 500 
W. 

Die lithographische Druckplatte PS, die wie oben be- 
handelt wurde, wird zur Entwicklungsvorrichtung 3 be- 
fordert, die nach der Heizvorrichtung 1 angeordnet ist 
Die Entwicklungsvorrichtung 3 umfaBt eine Entwickler- 
einheit 30 zum Eintauchen der lithographischen Druck- 
platte PS in eine Entwicklerlosung, eine Wascheinheit 
40 zum Abwaschen der an der Oberflache der lithogra- 
phischen Druckplatte PS haftenden Entwicklerlosung, 
eine Gummierungsflussigkeit-Beschichtungseinheit 50 
zum Aufbringen einer Gummierungsflussigkeit auf die 
Oberflache der lithographischen Druckplatte PS und 
eine Trocknereinheit 60. 

In der Entwicklereinheit 30 wird die lithographische 
Druckplatte PS mittels EinlaBforderrollen 31 und einer 
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Fuhrungsrolle 32 unter die Entwicklerldsung befordert 
Dann bewegt sich die lithographische Druckplatte PS 
entlang einer Ftihrungsplatte 33 in der Entwicklerld- 
sung vorw&rts. Die lithographische Druckplatte wird 
zwischen einem Paar von Fdrderrollen 34 gehalten und 
auf solche Weise gefuhrt, daB ihre Entwicklungsoberfla- 
che mit einer Burstenrolle 35 in Kontakt kommt, die 
positiv in der Beforderungsrichtung rotiert Weiter wird 
die lithographische Druckplatte PS mittels Ftihrungsrol- 



Die Trocknereinheit 60, die die lithographische 
Druckplatte PS trocknet, um sie fertigzustellen, umfaBt 
Diisen 61 fur heiBe Luft, um heiBe Luft auf beide Ober- 
fl&chen der lithographischen Druckplatte PS zu blasen, 
und Fdrderrollen 62. Das Aufblasen von heiBer Luft 
trocknet Wasser oder die auf der lithographischen 
Druckplatte PS haftende Gummierungsflussigkeit voll- 
standig. 

Wie oben beschrieben, wird die lithographische 



len 36 und 37 uber die Oberf&che der Entwicklerlosung io Druckplatte PS durch die Belichtungseinheit 2 belichtet, 



gefuhrt Dann wird die lithographische Druckplatte PS 
zwischen einem Paar von PreBrollen 38 gehalten und 
zur Wascheinheit 40 befordert 

Die Entwicklereinheit 30 ist mit einer Heizung 80 und 
einer Kiihlwasserrohre 82 ausgestattet, und die Tempe- 
ratur der Entwicklerlosung wird durch Erwarmen und 
Abkuhlen der Entwicklerlosung auf einen geeigneten 
Wert eingestellt Weiterhin wird eine Nachfiillung auf 
geeignete Weise mittels einer Nachfullpumpe der Ent- 
wicklereinheit nachgefiillt, und iiberschussige Losung 
wird durch einen Uberlauf beseitigt. Weiterhin wird 
Wasser zum Ausgleichen von verdunstetem Wasser 
mittels einer Wassernachfullpumpe nachgefiillt Zusatz- 
lich ist die Entwicklereinheit 30 mit einem Umlaufsy- 



15 



20 



und dann durch die Erwarmungseinheit 1 warmebehan- 
delt, um eine gleichmaBige Oberflachentemperatur un- 
abhangig von der Temperatur der oben beschriebenen 
lithographischen Platte PS vor der Warmebehandlung, 
der Temperatur der Belichtungseinheit 2 oder der 
Raumtemperatur zu erhalten, worauf das Eintauchen in 
die Entwicklerfliissigkeit in der Entwicklereinheit 30 
folgt Die lithographische Druckplatte PS wird weiter 
mit Wasser gewaschen und mit Gummierungsflussigkeit 
behandelt, worauf das Trocknen in der Trocknereinheit 
60 folgt, um die Druckplatte fertigzustellen. 

Die lithographische Druckplatte PS ist eine Druck- 
platte mit einem Aluminiumsubstrat und einer darauf 
geformten Bilderzeugungsschicht, und fur die Dicke des 



stem ausgestattet, das Rohrleitungen 84, ein Filter 86 25 Aluminiumsubstrats gibt es zusatzlich zu den oben be- 



zum Entfernen von Verunreinigungen aus der Entwick- 
lerlosung D und eine Pumpe 88 umfaBt. 

Die Wascheinheit 40, die die an der lithographischen 
Druckplatte PS haftende Entwicklerlosung D weg- 
w£scht, umfaBt einen Waschtank 41 zum Speichern von 
Waschwasser wie etwa Leitungswasser, einen Sprxih- 
kreislauf bestehend aus Rohrleitungen 42, einem Filter 
zum Entfernen von Verunreinigungen aus dem Wasch- 
wasser, einer Pumpe 44 zum Weiterpumpen des Wasch- 
wasser und Spruhdiisen 45, und PreBrollen 46 zum Be- 
fordern der lithographischen Druckplatte PS und zum 
Entfernen des Waschwassers. Die Spruhdusen 45 sprii- 
hen Wasser auf beide Oberfl&chen der beforderten li- 
thographischen Druckplatte, und die lithographische 
Druckplatte PS, deren beide Oberflachen mit Wasser 
gewaschen worden sind, wird zur anschlieBenden Gum- 
mierungsflussigkeit-Beschichtungseinheit 50 befordert 
Der Waschtank 41 ist zusatzlich zu dem oben beschrie- 
benen Spruhkreislauf mit einem Nachfullkreislauf zum 
Nachfullen von Leitungswasser und weiteren Mitteln 
ausgestattet 

Die Gummierungsflussigkeit-Beschichtungseinheit 
50, die eine Gummierungsflussigkeit zum Schiitzen der 
Biidoberfiache der lithographischen Druckplatte PS 
aufbringt, umfaBt einen Gummierungsflussigkeitstank 
51 zum Speichern der Gummierungsflussigkeit, einen 
Spruhkreislauf bestehend aus Rohrleitungen 52, einer 
Pumpe 53 zum Pumpen und Unter-Druck-Setzen der 
Gummierungsflussigkeit und einer Spriihduse 54, und 
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schriebenen 0,3 mm verschiedene Standards, wie etwa 
0,15 mm, 0,20 mm, 0,24 mm und 0,4 mm. Das Aluminium- 
substrat hat eine hohe Warmekapazitat, so daB eine 
Anderung der Dicke zu einer Anderung in der Oberfla- 
chentemperatur der lithographischen Druckplatte PS 
fuhrt Dann wird die Oberflachentemperatur der litho- 
graphischen Druckplatte PS durch Feststellen ihrer Dik- 
ke und durch Antreiben der Heizelemente 11 ausgegli- 
chen, wie es in den nachfolgenden Beispielen beschrie- 
ben ist 

Das zweite Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Er- 
findung wird hiernach unter Bezugnahme auf die Fig. 5 
bis 7 beschrieben. 

In diesem Ausfuhrungsbeispiel ist die Heizvorrich- 
tung 1 mit einem Sensor 25 zum automatischen Feststel- 
len der Dicke der lithographischen Druckplatte PS und 
einer Betriebseinheit 26 zur manuellen Eingabe von 
Dickendaten der lithographischen Druckplatte PS aus- 
gestattet Es gibt keine besondere Einschrankung hin- 
sichtlich der Struktur des Sensors 25, und es kann ein 
optischer oder anderer Sensor verwendet werden. In 
diesem Ausfuhrungsbeispiel wird, wenn die Dicke der 
lithographischen Druckplatte PS mittels des Sensors 25 
festgestellt wurde, ein Dickensignal Vs zu einer Steue- 
rungseinheit 21 gefuhrt. Auch wenn die Dickendaten 
der lithographischen Druckplatte PS mittels der Be- 
triebseinheit 26 eingegeben werden, wird ein Dickensi- 
gnal Vs zur Steuerungseinheit 21 gefuhrt. 

Wenn das Dickensignal Vs von dem Sensor 25 zur 



Fdrderrollen 55 zum Befordern der lithographischen 55 Steuerungseinheit 12 gefuhrt wird, ist es nicht notwen 



Druckplatte PS. Die Gummierungsflussigkeit wird 
durch die Spruhdusen 54 auf die Bildoberflache ge- 
spriiht wShrend die lithographische Platte PS befordert 
wird. Die mit der Gummierungsflussigkeit beschichtete 
lithographische Druckplatte PS wird mittels der Forder- 
rollen 55 zur nachfolgenden Trocknereinheit 60 befdr- 
dert. Die Gummierungsflussigkeit- Beschichtungseinheit 
50 kann auch mit einem Nachfullkreislauf zum Nachful- 
len von Gummierungsflussigkeit zum Gummierungs- 
flussigkeitstank 51 ausgestattet sein, und der Spruh- 
kreislauf kann mit einem Filter zum Entfernen von Ver- 
unreinigungen aus der Gummierungsflussigkeit ausge- 
stattet sein. 



dig, die Dickendaten uber die Betriebseinheit 26 einzu- 
geben. Wenn die Dickendaten von der Betriebseinheit 
26 eingegeben werden, ist es nicht notwendig das Dik- 
kensignal Vs uber den Sensor 25 einzugeben. 
60 Folglich ist die Betriebseinheit 26 mit einem Auswahl- 
schalter ausgestattet, um das Dickensignal Vs auswah- 
len zu konnen, oder die Steuerungseinheit 21 ist mit 
einer Auswahlvorrichtung ausgestattet, um entweder 
das Dickensignal Vs von der Betriebseinheit 26 oder das 
65 Dickensignal Vs von dem Sensor 25 auswahlen zu kon- 
nen. Entsprechend diesem Aufbau werden nicht zwei 
Arten von Dickensignalen Vs gleichzeitig der Steue- 
rungseinheit 21 zugefuhrt, und es ist moglich, eine Er- 
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warmungssteuerung entsprechend einem der Dikkensi- 
gnale Vs durchzufiihren. 

Die Steuerungseinheit 21 legt das dem Dickensignal 
Vs entsprechende Steuerungssignal Vc an die Treiber- 
einheit 23 an, und die Treibereinheit 23 steuert die Trei- 
berspannung Vd der Heizelemente 11 entsprechend 
dem Steuerungssignal Vc. Als Ergebnis wird die Ober- 
flachentemperatur der lithographischen Druckplatte 
unabhangig von der Dicke der lithographischen Druck- 
platte ungef ahr gehalten, wie durch die Temperaturcha- 
rakteristikkurven C21 in Fig. 6 gezeigt. Die Tempera- 
turcharakteristikkurven C21 besitzen geringe Unter- 
schiede entsprechend den Dickenunterschieden zwi- 
schen den lithographischen Druckplatten PS. Jedoch 
sind die Unterschiede so gering, daB die Kurven als eine 
Temperaturcharakteristikkurve betrachtet werden kon- 
nen. Daher ist keine Angabe tiber die Dicke gegeben. 

Fur die in Fig. 6 gezeigten Temperaturcharakteristik- 
kurven C21 wurden schwarz beschichtete Halogenlam- 
penheizungen mit einem Durchmesser von 2,50 mm auf 
dieselbe Weise wie im ersten Ausfuhrungsbeispiel als 
Heizelement verwendet, und die lithographischen 
Druckplatten PS mit einer Aluminiumsubstratdicke von 
0, 15 mm, 0,24 mm, 0,3 mm oder 0.4 mm wurden mit 
19 mm/s befordert Die an die Halogenlampenheizun- 
gen angelegten Treiberspannungen wurde fur eine Alu- 
miniumsubstratdicke von 0, 15 mm auf 98 V, fur eine 
Aluminiumsubstratdicke von 0,24 mm auf 137 V, fur eine 
Aluminiumsubstratdicke von 0,3 mm auf 165 V und fur 
eine Aluminiumsubstratdicke von 0,4 mm auf 200 V ge- 
steuert, um die Temperaturcharakteristikkurven C21 zu 
erhalten. 

Wenn jedoch lithographische Druckplatten PS mit 
unterschiedlichen Dicken unter denselben, oben be- 
schriebenen Bedingungen befordert werden, und diesel- 
ben Halogenlampenheizungen wie oben werden mit ei- 
ner Treiberspannung von 200 V betrieben, also mit an- 
deren Worten bei einer herkommlichen Warmebehand- 
lung, entstehen aufgrund der Dicken der lithographi- 
schen Druckplatten PS groBe Unterschiede in der Ober- 
flachentemperatur, wie in Fig. 7 gezeigt. Wenn die Dik- 
ke der lithographischen Druckplatte PS 0,15 mm be- 
tragt, nimmt die Oberflachentemperatur schnell zu, wie 
durch die Temperaturcharakteristikkurve C31 gezeigt, 
und wenn die Dicke 0,24 mm betragt, wird die Oberfla- 
chentemperatur reduziert, wie durch die Temperatur- 
charakteristikkurve C32 gezeigt Auch wenn die Dicke 
0,3 mm oder 0,4 mm betragt, wird die Oberflachentem- 
peratur der lithographischen Druckplatte PS reduziert, 
wie durch die Temperaturcharakteristikkurven C33 
oder C34 gezeigt. 

Wie aus einem Vergleich zwischen den Fig. 6 und 7 
ersichtlich, kann die Oberflachentemperatur unabhan- 
gig von der Dicke der lithographischen Druckplatte PS 
in diesem Ausfiirungsbeispiel ungefahr gehalten wer- 
den, was zu einer guten Warmebehandlung fiihrt 

Das dritte Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Er- 
findung wird hiernach unter Bezugnahme auf Fig. 8 be- 
schrieben. 

In diesem Ausfuhrungsbeispiel wird, obwohl die 
Heizvorrichtung 11 unter festgelegten Bedingungen be- 
trieben wird, die Warmemenge fur die Erwarmung der 
lithographischen Druckplatte PS durch einen VerschluB 
entsprechend ihrer Dicke gesteuert. Ein VerschluB 71, 
der in der Lage ist, sich zu offnen und zu schlieBen, ist 
zwischen der Heizvorrichtung 11 und der lithographi- 
schen Druckplatte PS angeordnet. Es gibt keine beson- 
dere Einschrankung hinsichtlich der Struktur des Ver- 



schlusses 71, und jeder VerschluB kann verwendet wer- 
den, solange er die Menge der von der Heizvorrichtung 
11 emittierten tiefen Infrarotstrahlung, die die lithogra- 
phische Druckplatte PS bestrahlt, steuern kann. 
5 Die Dicke der lithographischen Druckplatte PS wird 
mittels des Dickensensors 25 auf die gleiche Weise wie 
oben beschrieben festgestellt, und das Dickensignal Vs 
wird zur Steuerungseinheit 21 gefuhrt Die Steuerungs- 
einheit 21 fiihrt eine Berechnung entsprechend dem 

io Dickensignal Vs durch und legt ein Steuerungssignal Vv 
an einen Treiberschaltkreis 72 an. Der Treiberschalt- 
kreis 72 bewegt den VerschluB 71 entsprechend dem 
Steuerungssignal Vv in der durch den Pfeil A angegebe- 
nen Richtung hin und her, um die Flache der lithographi- 

15 schen Druckplatte PS, die der tiefen Infrarotstrahlung 
ausgesetzt wird, zu andern, wodurch der Betrag der 
Intrarotstrahlung gesteuert wird. In diesem Ausfuh- 
rungsbeispiel wird die Heizvorrichtung 11 durch das 
Steuerungssignal Vc konstant angetrieben, so daB die 

20 tiefe Intrarotstrahlung mit stabilem und konstantem Be- 
trag ausgestrahlt werden kann und die lithographische 
Druckplatte PS entsprechend ihrer Dicke warmebehan- 
delt werden kann. Auch wenn dies in Fig. 8 nicht gezeigt 
ist, kann dieses Ausfuhrungsbeispiel zusammen mit dem 

25 Dickensensor 25 mit einer Betriebseinheit zur manuel- 
len Eingabe von Dickendaten der lithographischen 
Druckplatte PS ausgestattet sein. 

Weiterhin gibt es keine besondere Einschrankung 
hinsichtlich des Offnungs- und VerschluBmechanismus 

30 des Verschlusses 71 und ein kombinierter Mechanismus 
mit einem Motor mit einem Getriebe, einer Nocke, ei- 
ner Verbindung usw. oder ein Antriebsmechanismus 
wie etwa ein Topfmagnet kann verwendet werden. 
Das vierte Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Er- 

35 findung wird hiernach unter Bezugnahme auf Fig. 9 be- 
schrieben. 

In diesem Ausfuhrungsbeispiel werden die Heizele- 
mente 11 unter vorgegebenen Bedingungen betrieben, 
wohingegen die Positionen der Heizelemente 11 und 

40 des Reflektors 12 entsprechend der Dicke der lithogra- 
phischen Druckplatte PS geandert werden, um dadurch 
die Warmemenge zu steuern. Dazu sind die Heizele- 
mente 11 und der Reflektor 12 an einem sich auf- und 
abwarts bewegenden Element 75 befestigt, das sich in 

45 der durch den Pfeil angezeigten Richtung auf und ab 
bewegt Die Dicke der lithographischen Druckplatte PS 
wird mittels des Dickensensors 25 auf die gleiche Weise 
wie oben beschrieben festgestellt, und das Dickensignal 
Vs wird zur Steuerungseinheit 21 gefuhrt Die Steue- 

50 rungseinheit 21 fiihrt eine Berechnung entsprechend 
dem Dickensignal Vs durch und legt ein Steuerungssi- 
gnal Vv an einen Treiberschaltkreis 76 an. Der Treiber- 
schaltkreis 76 bewegt das sich auf- und abwarts bewe- 
gende Element 75 entsprechend dem Steuerungssignal 

55 Vv aufwarts und abwarts. Das sich auf- und abwarts 
bewegende Element 75 wird durch einen Antriebsme- 
chanismus 77, der als eine {Combination aus einem Mo- 
tor mit einem Getriebe, einer Nocke usw. aufgebaut ist, 
nach oben oder nach unten bewegt. Wenn das sich auf- 

60 und abwarts bewegende Element 75 nach oben bewegt 
wird, um die Heizelemente 11 und den Reflektor 12 nach 
oben zu positionieren, wird der Abstand von der litho- 
graphischen Druckplatte PS erhoht, um die Warme- 
menge pro Zeiteinheit zu verringern. Wenn auf der an- 

65 deren Seite das sich auf- und abwarts bewegende Ele- 
ment 75 nach unten bewegt wird, um die Heizvorrich- 
tungen 1 1 und den Reflektor 12 unten zu positionieren, 
wird der Abstand von der lithographischen Platte PS 
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verringert, um die Warmemenge pro Zeiteinheit zu er- 
hohen. Daher kann auch in diesem Ausftihrungsbeispiel 
die Warmemenge entsprechend der Dicke der lithogra- 
phischen Druckplatte PS ungefahr ausgegiichen wer- 
den, was zu einer guten Warmebehandlung fiihrt 5 

Wahrend die Erfindung insbesondere unter Bezug- 
nahme auf ihre bevorzugten Ausfuhrungsbeispiele ge- 
zeigt und beschrieben wurde, ist kiar, daB die vorliegen- 
de Erfindung nicht auf diese speziellen Ausfuhrungsbei- 
spiele beschrankt ist und daB verschiedene Anderungen 10 
und Modifikationen durchgefUhrt werden konnen, ohne 
vom Umfang der beigefiigten Patentanspriiche abzu- 
weichen. Zum Beispiel kann die vorliegende Erfindung 
so aufgebaut sein, daB die Fordergeschwindigkeit ent- 
sprechend der Dicke der lithographischen Druckplatte 15 
PS gesteuert wird, wahrend die Heizelemente mit einer 
vorgegebenen Spannung betrieben werden. 

Weiterhin ist die Anzahl der Heizelemente nicht auf 
die der obigen Beschreibung beschrankt, und es kann 
eine groBere Anzahl von Heizelementen vorgesehen 20 
sein, und die Anzahl der betriebenen Heizelemente 
kann entsprechend der Raumtemperatur oder der Dik- 
ke der lithographischen Druckplatte PS gesteuert wer- 
den. 

Wie oben beschrieben, wird entsprechend dem Bear- 25 
beitungsverfahren und der Vorrichtung nach der vorlie- 
genden Erfindung das Temperatursignal, das von dem 
Sensor zum Feststellen der Temperatur der lithographi- 
schen Druckplatte vor der Warmebehandlung oder der 
Temperatur der Atmosphere einer Stufe vor der War- 30 
mebehandlung der lithographischen Druckplatte zuge- 
fuhrt wird, einer Steuerungseinheit zugefiihrt, in der ei- 
ne Berechnung auf der Basis des Temperatursignals 
durchgefiihrt wird, und die Heizelemente werden durch 
das Steuerungssignal so angetrieben, daB die von den 35 
Heizelementen abgestrahite Warmemenge verringert 
wird, wenn die Temperatur der lithographischen Druck- 
platte vor der Warmebehandlung oder die Temperatur 
der Atmosphare einer Stufe vor der Warmebehandlung 
der lithographischen Druckplatte hoch ist, und daB die 40 
von den Heizelementen abgestrahite Warmemenge er- 
hoht wird, wenn die Temperatur der lithographischen 
Druckplatte vor der Warmebehandlung oder die Tem- 
peratur der Atmosphare einer Stufe vor der Warmebe- 
handlung der lithographischen Druckplatte niedrig ist, 45 
wodurch die Oberfiachentemperatur der lithographi- 
schen Druckplatte unabhangig von der Temperatur der 
lithographischen Druckplatte vor der Warmebehand- 
lung oder der Temperatur der Atmosphare einer Stufe 
vor der Warmebehandlung der lithographischen Druck- 50 
platte gehalten wird. 

Weiterhin werden entsprechend einem weiteren Aus- 
fuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung Daten, die 
der Dicke der lithographischen Druckplatte entspre- 
chen, automatisch festgestellt oder manuell eingegeben 55 
und einer Steuerungseinheit zugefiihrt, um die von den 
Heizelementen abgestrahite Warmemenge zu steuern, 
um diese zu erhohen, wenn die lithographische Druck- 
platte dick ist, und diese zu verringern, wenn die litho- 
graphische Druckplatte diinn ist. 60 

Die lithographische Druckplatte PS wird daher unab- 
hangig von der Temperatur der lithographischen 
Druckplatte vor der Warmebehandlung oder der Tem- 
peratur der Atmosphare einer Stufe vor der Warmebe- 
handlung der lithographischen Druckplatte oder der 65 
Dicke der lithographischen Druckplatte PS gleichmaBig 
warmebehandelt, was das Problem einer unzureichen- 
den Warmebehandlung oder einer iibermaBigen War- 
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mebehandlung I6st und zu einer guten Warmebehand- 
lung fuhrt 

Wahrend die Erfindung im Detail unter Bezugnahme 
auf bestimmte Ausfuhrungsbeispiele gezeigt und be- 
schrieben wurde, ist fur den Fachmann klar, daB ver- 
schiedene Anderungen und Modifikationen durchge- 
fiihrt werden konnen, ohne von ihrem Umfang und We- 
sen abzuweichen. 

Patentanspriiche 

1. Vorrichtung zur Warmebehandlung einer licht- 
empfindlichen, lithographischen Druckplatte (PS) 
mit einer durch Licht polymerisierbaren, lichtemp- 
findlichen Schicht mit einer Heizvorrichtung (1) 
nach der Belichtung, dadurch gekennzeichnet, daB 
sie umfaBt: 

eine Vorrichtung zum Erzeugen von wenigstens 
zwei Arten von Erwarrnungsf ahigkeiten, und 
einen Auswahlmechanismus zum manuellen oder 
automatischen Umschalten der Erwarmungsfahig- 
keiten. 

2. Verfahren zur Warmebehandlung einer licht- 
empfindlichen, lithographischen Druckplatte (PS) 
mit einer durch Licht polymerisierbaren, lichtemp- 
findlichen Schicht mit einer Heizvorrichtung (1) 
nach der Belichtung, dadurch gekennzeichnet, daB 
es umfaBt: 

das Feststellen (22) der Temperatur der lithogra- 
phischen Druckplatte vor der Warmebehandlung 
oder der Temperatur der Atmosphare der Station 
vor der Warmebehandlung der lithographischen 
Druckplatte, und 

das Steuern (21) der von der Heizvorrichtung auf 
die lithographische Druckplatte iibertragenen 
Warmemenge. 

3. Verfahren zur Warmebehandlung einer licht- 
empfindlichen, lithographischen Druckplatte (PS) 
mit einer durch Licht polymerisierbaren, lichtemp- 
findlichen Schicht mit einer Heizvorrichtung (1) 
nach der Belichtung, dadurch gekennzeichnet, daB 
es umfaBt: 

das Feststellen (25) der Dicke der lithographischen 
Druckplatte, 

und das Steuern (21) der von der Heizvorrichtung 
auf die lithographische Druckplatte iibertragenen 
Warmemenge. 

4. Vorrichtung zur Warmebehandlung einer iicht- 
empfindlichen, lithographischen Druckplatte (PS) 
mit einer durch Licht polymerisierbaren, lichtemp- 
findlichen Schicht mit einer Heizvorrichtung (1) 
nach der Belichtung, dadurch gekennzeichnet, daB 
sie umfaBt: 

einen Sensor (22) zum Feststellen der Temperatur 
der lithographischen Druckplatte vor der Warme- 
behandlung oder der Temperatur der Atmosphare 
der Station vor der Warmebehandlung der litho- 
graphischen Druckplatte, 

eine Steuerungseinheit (21) zum Durchfiihren einer 
vorgegebenen Berechnung auf der Basis eines von 
dem Sensor angelegten Temperatursignals zum Er- 
halt eines Steuerungssignals zum Steuern der War- 
mestrahlung der Heizvorrichtung, und 
eine Treiberschaltkreis (23) zum Steuern des An- 
triebs der Heizvorrichtung auf der Basis des von 
der Steuerungseinheit zugefiihrten Steuerungssi- 
gnals. 

5. Vorrichtung zur Warmebehandlung einer licht- 
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empfindlichen, lithographischen Druckplatte (PS) 
mit einer durch Licht polymerisierbaren, lichtemp- 
findlichen Schicht mit einer Heizvorrichtung (1) 
nach der Belichtung, dadurch gekennzeichnet, daB 
sie umfaBt: 5 
einen Sensor (25) zum automatischen Feststellen 
der Dicke der lithographischen Druckplatte, 
eine Steuerungseinheit (21) zum Durchfuhren einer 
vorgegebenen Berechnung auf der Basis eines von 
dem Sensor angelegten Dickensignals zum Erhalt io 
eines Steuerungssignals zum Steuern der Warme- 
strahlung der Heizvorrichtung, und 
einen Treiberschaltkreis (23) zum Steuern des An- 
triebs der Heizvorrichtung auf der Basis des von 
der Steuerungseinheit zugefuhrten Steuerungssi- 15 
gnals. 
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driver circuit (23). This latter circuit (23) receives a signal (Vc) from a 
controller (21) which in turn responds to a temperature sensor (22) 
delivering a plate temperature signal (Vt) obtained as the plate (P5) leaves 
the pre-casting process and the controller (21) can additionally compensate 
for variations in the plate thickness via a further sensor (not shown). 
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